
1 

JXA-8200  基本操作手冊 

 
1 開關機及升降電壓電流 .................................................................................................... 2 

2 設定檢測位置及影像調整 ................................................................................................ 5 

3 定性分析 ............................................................................................................................ 7 

4 定量分析 .......................................................................................................................... 12 

5 建立標準元素值(Standard) .......................................................................................... 15 

6. Map Analysis ................................................................................................................ 20 

7. Guide Map ...................................................................................................................... 25 

8. Line Analysis .............................................................................................................. 27 

9.定性、Line scan、Map圖片輸出 ................................................................................. 29 

附錄一、Analysis ranges of crystals ........................................................................ 30 

附錄二、Types of X-ray spectrometers element ...................................................... 30 

附錄三、List of crystals for the diction of very light element ................. 30 

附錄四、Brief description of JXA-8200 EPMA operation ...................................... 31 

附錄五、L-value Table .................................................................................................... 37 



2 

1 開關機及升降電壓電流 

1-1開機 

a. 打開氮氣，壓力保持在 0.4～0.5Mpa（4～5kg/cm2） 

b. 打開冷卻水(兩部) 

c. 打開總電源(儀器背後) 

d. 轉動 POWER KEY到 START 的位置後，自動回到 I 的位置 

e. 開 PR GAS 

a. 如果使用 LaB6燈絲必須等到 V3B閥關閉，電子槍室只用 Ion pump抽真空時，才可以開 PR GAS 

b. PR GAS必須流通超過 30分鐘後才可以開啟 X-Ray counter（亦即表示，OPE PWR/OFF需保

持在 OFF） 

c. PR GAS流量控制在 6～7 l/min(1~2bubbles/sec) 

f. PR GAS 打開 30分鐘過後，打開 OPE PWR/OFF 到 PWR 

g. 打開 SUN以及 HP兩台電腦，進入 Win XP系統，並且連上 NFS(Network Filing System) ，所

有使用者名稱均使用 jx1，而密碼為 jx1jx1 

h. 執行桌面上 EPMA.rxc 程式，進到 server系統，此時要求輸入帳號密碼同前 

i. 最後 EPMA Main Menu會出現在螢幕左上方，此時可以開始操作。 

 
 

1-2 升電壓電流 

a. 確定 HV ready燈亮 

b. 按 ACCEL VOLTAGE ON（燈亮） 

c. 按影像控制畫面(左邊螢幕)左上方 HT（由藍色變為綠色） 

d. 設定電壓值 

e. EPMA Main MENU-> Initialize ->Auto Gun Startup 

若此時 filament code=0 則選 2 COLD START 

若此時 filament code=90 則選 1 HOT START 

選完後依據所需輸入條件，例如最終 filament code=140， 

                            升電流時間選 2. 7~10Min 或 3. 12~20Min 
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f.  

 
g. 調整飽和電流，按影像控制畫面(左邊螢幕)右上方 EOS->將 Column mode改為 EMP，此時可以觀

察到模擬燈絲影像（此時注意 SEI Detector必須開啟，必要時調整亮度對比，亮度及對比不可

太高）->如果燈絲影像有缺角代表尚未飽和，請緩慢增加 Filament code 直到燈絲影像中心以

及外圍顏色均勻，即代表燈絲已達飽和。 

備註：燈絲使用久了，Filament code需下降，才不會處於過飽和狀態，燈絲過飽和時，燈絲

影像和飽和時一樣，此時降低 Filament code直到影像中心以及外圍顏色開始變不均勻，即停

止降低 Filament code。 

h. Gun Tilt及 Gun Shift 校正，燈絲飽和點調好後->按桌上影像調整控制器上 ALIGNMENT 之

ALIGN，此時在左邊螢幕左下角會出現 Alignment menu 的校正畫面->選 Gun Tilt Alignment->

利用Ｘ及Ｙ旋鈕將燈絲影像調到中心點->將 Column mode 改回 NORM->左邊螢幕左下角校正畫面

選 Gun Shift Alignment->PCD ON(燈亮)->Probe Current 旋鈕順時鐘調到最大->開啟 MDA->利

用Ｘ及Ｙ旋鈕將 MDA顯示之 Probe current調到最大，如此重複數次即可完成校正。 
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1-3 降電壓電流 

a. EPMA Main MENU-> Initialize ->Auto Gun Startup 

選 5 SHUTDOWN使 filament code 降到 0  

備註：若只是每天下班時的關機則選 6 STANDBY 使 filament code=90，以下步驟亦不需執行 

b. 將電壓值改為 0 kV 

c. 按影像控制畫面(左邊螢幕)左上方 HT（由綠色變為藍色） 

d. 關 ACCEL VOLTAGE ON（燈暗） 

 

1-4 關機 

a. 確定真空保持在 READY 狀態（READY 燈亮） 

b. 降電壓電流 

c. 關閉所有 EPMA程式（視窗） 

d. EPMA Main Menu->Initialize->System Shutdown，按 OK後 server關閉（SUN 電腦關閉） 

e. 關 PC （Win XP系統） 

f. 關 OPE PWR/OFF到 OFF 

g. POWER KEY 轉到 O 

h. 關 PR GAS 

i. 關氮氣 

j. 過 5～10分鐘後關冷卻水 

備註：一般除非長時間不使用儀器否則真空系統和 server 都是保持開啟狀態，頂多降低電流或再

進一步關 PC及 OPE PWR/OFF到 OFF 
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2 設定檢測位置及影像調整  
2-1.進入EPMA Main Menu -> Monitor ->Stage  

2-2.選擇 Holder 種類,再以滑鼠快點二下移動至欲分析處或於 X、Y軸處輸入座標 

 

 

2-3.執行桌面上之 OmMonitor 程式，開啟光學顯微鏡光源（必要時調整亮度對

比），以 JOYSTICK CONTROLLER 調整 Z軸 Focus(十字交叉線重疊 )清楚，並按一下 TEST

鍵後再調整 Z軸 Focus(十字交叉線重疊 )清楚，直到按 TEST鍵時焦聚不會跑掉  

 
注意: 調整SEM 的Stage 高度, 並非是電子束的聚焦 
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2-4成像 

A. PCD IN調整適當之 Probe current 

B. 確定 SCAN SPEED（有四段） 

C. PCB SCAN燈要亮 

D. ALIGNMENT 選 STIG 

E. PCD IN 關閉，燈要暗 

F. DISPLAY ＆ PHOTO之 FREEZE要關閉，燈要暗 

G. 選 IMAGE 訊號（用 IMAGE SELECT 之 VIEW可循環選擇 SEI/COMPO/TOPO） 

H. 調整亮度對比 

I. 調整焦聚及散光 

 

註: 若選擇BEI 影像,必須要關閉光學顯微鏡光源 
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3 定性分析 

3-1.移動到想要檢測的大概位置，並調整SEM 影像 

3-2.進入EPMA Main Menu ->Analysis-> Qualitative Analysis ->Sample 設定存檔位置 

 
3-3 選擇Measurement -> Spectrometer Condition 設定分析的參數 

 
註1.做定性分析時,須確認sample 含那些元素, 否則須做全範圍的掃瞄 

註2.參數設定包含Channel. Crystal. Start. End. Step. 及Dwell  

在此設定分析多少個 spectra 
在此設定分析參數 

設定 Channel         設定 crystal            設定分析範圍與 Dwell time 
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註3.建議參數:Start--最小. End—最大. Step—50. Dwell—100~200ms 

註4. Step 的設定值最好不可太大, 否則會影響判斷值.  

通常設為50(crystal such as TAP. PET. LIF), 或者為100(in crystal STP. LDE2)  

3-4 選擇Measurement->EOS Condition，將加速電壓、Probe current、probe scan與否以及影像

焦距等設定好後，再輸入Probe diameter最後選擇Read完成設定，或者在EOS Condition 中輸入欲

分析之參數後，選擇SET完成設定 

 
註: Set 及Read 功用 

 
3-5 進入Measurement -> Stage Condition -> Pos Input 設定分析座標 

 

SET 

READ 

設定加速電壓 

設定 Probe current 

Probe diameter 0~200(最好在 30 以下) 

選擇 OFF 代表不掃描，打在正中心 

step1 新增分析

點（二種方法） 

step2 試片代號 

step3.移到分

析點後按 READ

讀取座標 

step5.apply 

 

step4.store 

按此新增分析點且試片代號不變 

按此新增分析點且

試片代號會加 1 
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註1: Apply 與Read & Apply 的差異: Read & Apply = Read + Store + Apply，因此步驟3~5可直

接按Read & Apply取代  

3-6 回到Stage Condition 視窗, 選擇one-by-one 再按Acquire  

 
3-7 開啟EPMA Main Menu -> Process -> Qualitative Analysis -> Real time開啟及時分析模式 
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3-8 開啟EPMA Main Menu ->Process -> Qualitative Analysis-> sample 開啟Group 舊檔案 

 

 
 

3-9 將圖譜放大,確定是否有圖譜重疊或遺漏小peak  

3-10 進入Qualitative Analysis ->Operation -> Spectra Display-> Zooming (或者按滑鼠右鍵. 

開啟快捷列, 選擇Zooming)  

3-11 用滑鼠左鍵拖曳放大圖譜 
 

 
 

3-12 確定元素: 開啟Operation -> Peak ID (或者按滑鼠右鍵. 開啟快捷列, 選擇Peak ID)  

3-12-1 點選想要分析的位置，確定後按SET即可標定元素，如果誤植標定元素可選定該處，選取想

要去除之元素然後選Delete 

3-12-2 any length可計算二位置間距離 

1. 選擇 spectrum No. Order 

 

 

 

2. 選擇 Max cell number 

 

 

 

3. start 
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3-13 更改圖譜的座標顯示 

 

 
顯示position L(mm)                 顯示Wave length(A) 

 
顯示Wave length(nm)                 顯示Energy(keV) 

 

1. 選圖譜 

 

 

 

 

2. 選標定元素 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. set or deldte 



12 

4 定量分析 

4-1.確認所有元素 

4-1-1 在做定量前, 必須確認全部的元素都存在, 特別是微量的元素,一般做法會在確認時將SEM 加

速電壓設在15~20kV  

4-1-2.除了確定元素成份外,還必須確定peak 不會overlap 以及確定Background 設定, 可製做下

列表格:  

例: 分析Si. Ti.  Cr.  Mn. Fe. Ni  

(通常L 設定在5, 但可視情況做修正, 如下表Ni 設在+3)  

 Z  line  Crystal  Peak  L(+)  L(-)  

Si  14  Ka  TAP  77  +5  -5  

Ti 22  Ka  PET  88  +5  -5  

Cr  24  Ka  LIF  159  +5  -5  

Mn  25  Ka  LIF  146  +5  -5  

Fe  26  Ka  LIF  135  +5  -5  

Ni  28  Ka  LIF  115  +3  -5  

4-2.進入EPMA Main Menu 的Analysis -> Quantitative Analysis 開啟定量分析 

 
4-3. 設定存檔檔名及位置開啟Analysis -> Quantitative Analysis -> Sample  

4-4.開啟Measurement -> Corr. Method 選擇分析方法 

 
4-5.開啟Measurement -> Element Condition -> WDS Element  

 

直接點選週期表上

元素新增分析元素 

 

 

要取消分析元素，可

以滑鼠左鍵拖曳反

白後按 delete 
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4-6. 確認Channel 分析何種元素開啟Measurement -> Element Condition -> WDS Mass. order  

 
註:Channel 分配元素數量分析,關係到分析的時間長短. 若過於集中在某一個channel 分析, 會讓

增加分析的時間, 建議最好能平均分配 

4-7.設定分析參數開啟Measurement -> Element Condition -> WDS Condition  
欲更改分析參數以滑鼠左鍵在此按一下 

 
註:Back(+)及Back(-)設定.一般是設為+5 及-5, 但若在做定量分析時,發現有其它元素干擾,此時

就必須更換數值.(參閱4-1-2)  

4-8 確認分析的元素都有建立標準值(Standard)  

 
4-9.選擇Measurement -> EOS Condition 設分析參數後(請參閱步驟3-4) 

4-10.進入Measurement -> Stage Condition -> Pos Input 設定分析座標 (參閱步驟3-5)  

4-11 選擇 One by one後再按Acquire(參閱步驟3-6) 
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4-11.數據處理 

4-11-1進入EPMA Main Menu 的Process -> Quantitative Analysis ->summary 

4-11-2. Sample選取檔案 

4-11-3. summary->clear all->some->選擇要輸出之點（選擇後會打勾）->選ROW及Spreadsheet->

分別選Mass->type out、100%->type out、Atom->type out後在List中會出現所有數據 

 
4-11-4.在List中選Edit->Clipbaord 

4-11-5. 開啟Execl->貼上數據->另存新檔即可 
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5 建立標準元素值(Standard)  

有二種方式:  

方法一:使用Calibration Curve 

方法二: 不使用Calibration Curve (ZAF、Thin film …) 

註1:方法一較為準確, 但必須有不同濃度的己知樣品, 在實際上執行有困難(如鋼鐵材含有不同

濃度carbon, 可使用此方法)  

註2:方法二只須準備一個濃度的樣品, 是一般最常使用的方式 

5-1 做Peak Search: 

5-1-1 開啟EPMA Main Menu-> Monitor ->Peak Search 視窗  

5-1-2 選擇元素及設定分析參數, 再執行Peak Search  

 
 

step1: 選擇分析元素     

step2: 執行peak search  

 
 

 

 

 

Step1 選 element 

先選 std 再選元素

mm06nj4m06nj4 

Step2 條件設定好了後執行 Peak search 

 



16 

5-2 進入EPMA Main Menu 的Analysis -> Standard Analysis 開啟STD分析 

 
5-3 設定存檔檔名及位置，開啟Analysis -> Quantitative Analysis -> Sample  

5-4 設定Standard Type 的開啟Measurement -> Standard Type  

 
5-5.選擇分析的元素及分析的參數(使用方法一及方法二的略有不同, 分述如下) 

5-5-1:ZAF  

Step1:輸入標準試片之成分  Step2:選擇分析元素      Step3: 選擇晶體及Channel 

  

   
Step4: 設定分析參數 
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5-5-2 Calibration curve 

 Step1:輸入多塊試片之元素與成分          Step2: 確定分析元素 

 
5-6.設分析參數後: 選擇Measurement -> EOS Condition請參閱步驟3-4 

5-7.若使用方法二(ZAF).請參閱步驟3-4~3-6  

5-8.若使用方法一與方法二在設定上會略有不同, 方法一通常會在不同濃度上.多測幾點, 並取其

平均值,以求準確確性, 請參閱如下步驟 

5-8-1 設定分析重複次數進入Measurement -> Stage Condition -> Pos Input -> Accumulation  

5-8-2.設定測定點數及移動距離 

開啟Method to set Accumulation 視窗 

 
Joystick:利用搖桿隨機取點 

Line：在一條線上等距取點 

Grid：在一範圍內設定X軸等距，Y軸等距的分析點 

Fix：固定在同一點上分析數次 

 

輸入分析點數 
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5-8-3 回到座標設定視窗, 選擇Confirm , 並開啟光學顯微鏡視窗, 確認每一點的Z軸對焦都ok 

  

 
 

5-8-4 開啟Measurement -> Additional Function  
 

 
 

5-8-5 開啟Measurement -> Select Preset Samples 執行Acquire  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

選擇要不要做 Peak search 

選擇要不要做 background 量測 
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5-8-6 選擇Acquire 後, 機台自動執行偵測, 會出下面視窗 

 

 
 

5-6-7.檢測曲線圖是否有問題（除了Calibration curve法外不會有此圖） 

 

 

此點明顯不同，可能是

濃度輸入問題或試片

有問題 
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6. Map Analysis 
6-1.確認所有元素  

6-2.做Peak Search 

6-3.進入EPMA Main Menu 的Analysis -> Map 開啟Map Analysis分析視窗 

 

 
6-4.設定檔存位置及分析參數(請參閱歩驟4-3~4-9，Map 分析時, 建議Dwell time 至少設20 msec)  

6-5.選擇SEM 影像  

6-5-1 進入Element Condition -> Signal  

6-5-2 調整SEM影像 

6-5-3 回到EPMA 晝面, 選擇Read 再選OK  

 
6-6.確定分析的範圍 

6-6-1.進入Measurement -> Stage Condition -> Pos Input 設定分析座標 
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6-6-2.設定座標點(請參閱下圖) 

 
 Step1: 新增座標 

 Step2: 加註稱 

 Step3: 設定分析參數 

 A. Scan Type: 共有三種掃描模式 Stage(uni)、Stage(bi)以及Beam 

   Stage uni: 為固定Beam,移動Stage 固定由上往下掃描 (時間較久,精確性較高) 

   Stage bi: 為固定Beam,移動Stage 由上下來回掃描 (時間快,準確性差) 

   Beam: 為固定Stage, 移動Beam 固定由左而右掃描 (使用此模式,倍率須在3000 倍以上) 
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B. Stage Drive:  

Normal step : 每個step最小0.5 um（速度較快） 

Micro Step : 每個step最小0.02 um  

C .Pixel (x.y):設定分析點數 

D. Pixel size (x.y): 設定分析每點的Spot Size 

E. Dwell time: 設定每點分析時間 

 

 
註：分析時間長短由pixel以及Dwell time決定 

    Pixel最好選256 X 256以上或附近效果較好 

Step4: 記錄座標(Read)及設定點(Store):  

(a).移動到分析點,選擇Read 記錄分析點的座標（目前位置的中心點）  

(b).Store 設定分析點,有三種方式 

1. store to start(Start point mode):代表將讀取到的座標當作本次實驗的起始點 

2. store to center (center mode) :代表將讀取到的座標當作本次實驗的起中心點 

3. store to end(END position mode) :代表將讀取到的座標當作本次實驗的終止點 

                                          
Step5: 確定分析：點開啟光學顯微鏡,確認Map 分析四邊對角的焦距 

 
Step6: apply，並關閉視窗 
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6-6-3: 回到Measurement -> Stage Condition -> One by one 開始分析 

 
6-7.觀測分析及時狀況:  

開啟EPMA Main Menu -> Process -> Map Analysis 視窗,選擇 Real time 

 

 
6-8. Map analysis 數據分析  

6-8-1 進入Map Analysis -> Operation-> map Display-> Display Mode  

 
 

以強度或濃度顯示 

 

 

以彩色或灰階顯示 

 

 

選擇幾種顏色顯示 
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6-8-2 選擇顯示的參數開啟Operation -> Map Display -> Display Parameter  

 
6-8-3 設定Calibration Factor 

 
 

6-8-4 在Map 圖上做線. 點或區域分析開啟Operation -> Map Analysis 視窗 
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7. Guide Map  
將Guide Map 分割分析區做預設.  

 
7-1.執行歩驟6-1~6-5 

7-2.進入Measurement -> Stage Condition 選擇 Pos Input 設定分析座標7-3 開啟Area Input 視

窗, 進入Special map -> Set Area 設定 

7-4 開啟Special map -> Guide-net map 設定
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7-6.設定座標後.開始分析(請參閱步驟6-6~6-8)  

7-7.待分析完成後, 合併map 圖  

7-7-1.進入Measurement -> Stage Condition -> Pos Input 設定分析

座標 

 
7-7-2. 進入Special map -> Guide-net map 合併圖為單一(single)  
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8. Line Analysis 
8-1.確認所有元素  

8-2.做Peak Search 

8-3.進入EPMA Main Menu 的Analysis -> Line 開啟Line Analysis分析視窗 

 

 
8-4.設定檔存位置及分析參數(請參閱歩驟4-3~4-9)  

8-5.選擇SEM 影像  

8-6.確定分析的範圍 

8-6-1.進入Measurement -> Stage Condition -> Pos Input 設定分析座標 

 

 
8-6-2.設定座標點  

 Step1: 新增座標 

 Step2: 加註稱 

 Step3: 設定分析參數 

 A. Scan Type: 共有二種掃瞄模式 Stage(uni)以及Beam 

   Stage uni: 為固定Beam,移動Stage  

   Beam: 為固定Stage, 移動Beam (使用此模式,倍率須在3000 倍以上)  

B. Stage Drive:  

Normal step : 每個step最小0.5 um（速度較快） 

Micro Step : 每個step最小0.02 um  

C .Pixel (x.y):設定分析點數 

D. Pixel size (x.y): 設定分析每點的Spot Size 

E. Dwell time: 設定每點分析時間 

Step4: 記錄座標(Read)及設定點(Store):  

(a).移動到分析點,選擇Read 記錄分析點的座標（目前位置的中心點）  

(b).Store 設定分析點,有三種方式 

1. store to start(Start point mode):代表將讀取到的座標當作本次實驗的起始點 
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2. store to center (center mode) :代表將讀取到的座標當作本次實驗的起中心點 

3. store to end(END position mode) :代表將讀取到的座標當作本次實驗的終止點                                          

Step5:確定掃描方向（或試片移動方向） 

Step6: 確定分析：點開啟光學顯微鏡,確認Map 分析四邊對角的焦距 

例: Store 設為Start point mode 起始點 

Step7: apply 

 
8-6-3: 回到Measurement -> Stage Condition -> One by one ->Acquire開始分析 

 
8-7.觀測分析及時狀況:  

開啟EPMA Main Menu -> Process -> Line Analysis 視窗,選擇 Real time 
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9.定性、Line scan、Map圖片輸出 

9-1.開啟EPMA Main Menu -> Process -> Qualitative analysis 、Line或Map 

 
9-2.Sample:開啟檔案，並設定好輸出格式 

9-3.Operation-> print out->copy to clipboard ->開啟小畫家->貼上->另存新檔即可 
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附錄一、Analysis ranges of crystals  

 
附錄二、Types of X-ray spectrometers element  

 
附錄三、List of crystals for the diction of very light element 
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附錄四 
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附錄五 

 


